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１．概要（Summary） 

今年度は、i線ステッパ（i線露光装置）を用いて、6イン

チのシリコンウェハ上にサブミクロン～ミクロンオーダーパ

ターンの形成を精度よく重ね合わせて行うことを目指した。

一番の課題は、外部プロセスで作製したパターン付き 8イ

ンチウェハを 6インチに繰り抜き、その 6インチウェハ上で

8 インチプロセスで形成したパターンに対して重ね合わせ

精度良く次層パターンを形成することである。なお、本工

程は、東北大学微細加工プラットフォーム（東北大学試作

コインランドリ）にて使用予定であった g 線ステッパが故障

により使用不可となり、産総研NPFの i線ステッパを活用

するものである。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

i線露光装置、スピンコーター 

【実験方法】 

スピンコーターを用いて 6 インチウェハ上に i 線対応の

フォトレジストを塗布し、i 線露光装置にて縮小投影露光

を行った。現像後にレジストパターンの観察とアライメント

精度の評価を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

重ね合わせ精度評価結果の一例を Table 1 に示す。

産総研ステッパで 6 インチウェハ上形成の 1st 露光層へ

の重ね合わせ精度は 50-75 nm であった（ステッパ装置

本来のアライメント精度）。今回、8 インチウェハ上の元オリ

フラと6インチ繰り抜き後に形成した新オリフラの平行度を

確保（<100 mrad）したウェハでの、マニュアルアライメン

ト露光の場合の重ね合わせ精度は 150-400 nmであった。

オリフラ平行度が悪い場合も、マニュアルアライメントとなり、

同程度の精度になると予想される。一方、新オリフラを用

いたオートアライメント露光では、グローバルアライメントに

より、十分な重ね合わせ精度を実現できた(50-75 nm)。 

Table 1 Evaluated overlay accuracy of i-line stepper 

patterns to respective alignment layers/modes. 

 

 次に、8 インチの下地工程をフルに実施したウェハ（リソ

回数>30回）の最上層で形成した面合わせマークをステッ

パで読み取り、アライメント露光したウェハの重ね合わせ精

度を評価した。結果を Table 2 に示す。スクライブ線上の

面合わせマークの場合、重ね合わせ精度は 50-100 nm

と十分な精度を実現できた。一方で、スクライブ線上でな

い面合わせマークを用いると、下層リソパターンと重なり、

アライメント露光が出来ず、マニュアル露光ができた場合

は 200-500 nm、それ以外では>1 µmの精度であった。 

Table 2 Evaluated overlay accuracy of i-line stepper 

patterns depending on alignment mark position.  

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

i 線ステッパ用レチクルパターン設計、および装置操作

を丁寧に支援いただいた、増田賢一様に感謝する。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 

マーク形成層 ６インチ上 ８インチ上⇒繰抜 ８インチ上⇒繰抜

アライメント方式 オート マニュアル オート

重ね合わせ精度 50-75nm 150-400nm 50-75nm

マーク配置場所 スクライブ線上 スクライブ線外 スクライブ線外

アライメント方式 オート マニュアル 不可

重ね合わせ精度 50-100nm 200-500nm >1um


